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１．概要（Summary） 

フェムト秒レーザ還元直接描画法は，金属酸化物ナノ

粒子を還元焼結し，金属の微細パターンを形成する方法

である．我々は，CuO ナノ粒子に還元剤と分散剤を混合

した溶液を調製し，これを膜状に塗布したサンプル基板

上にフェムト秒レーザを集光描画することによって，Cu 微

細パターンを作製した．本プロセスを応用し，測温部に高

抵抗Cu微細パターンを有するマイクロ温度センサを作製

した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザ描画装置一式，小型微細形状測定機一式，3次 

元レーザ・リソグラフィシステム 

【実験方法】 

初めにCuOナノ粒子，還元剤エチレングリコール(EG)，

分散剤ポリビニルピロリドン(PVP)を混合し，CuO ナノ粒

子溶液を調製した．Fig. 1にマイクロ温度センサの作製プ

ロセスを示す．電極部のパターニングには，レーザ描画装

置（利用装置）を用いてフォトマスクを作製し，マスクアライ

ナ（研究室所有）と高周波マグネトロンスパッタ装置（研究

室所有）を用いて行った．CuOナノ粒子溶液をスピンコー

トし，3 次元レーザ・リソグラフィシステム（利用装置）を用

いて，電極部を短絡させるように微細パターンを形成した．

最後に，レーザ未照射部の CuOナノ粒子を除去した．形

状評価は，小型微細形状測定機（利用装置）を用いて行

った． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 2 に作製したマイクロ温度センサの光学顕微鏡像

と抵抗温度特性を示す．センサの抵抗は，温度上昇に伴

い増大し，正の抵抗温度係数を示すことが分かった．こ

れは，金属の抵抗温度特性の傾向と一致した． 
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Fig. 2 (a)Optical microscope image and 

(b)temperature dependence of the sensor 

resistance. 


